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摘要　目的:测定应用氟化物的不同方法对釉质吸收氟离子的影响。方法:采用因固定正畸需要而拔除的双尖牙 12

颗,随机分成对照组、酸蚀中用氟组和酸蚀后用氟组,每组牙釉质经酸蚀和不同用氟方法处理后,做扫描电镜检查。

结果:酸蚀后用氟组釉质表面的反应产物最多,釉质吸收的氟离子最多。结论: 酸蚀后用氟是一种固定正畸治疗中

较好的预防早期釉质龋的方法。
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　　在固定正畸治疗中,常发生一种釉质的早期脱

矿性损害 1, 2 。如何预防釉质早期龋是多年来困扰

正畸医师的难题。氟化物被公认是一种有效预防釉

质早期龋的药物。本试验研究釉质经酸蚀处理和不

同用氟方法用氟后,釉质对氟离子的吸收程度及其

表面形态学方面的改变, 从而选择较好的用氟方

法。

1　材料和方法

1. 1　材料

收集因正畸需要而拔除的双尖牙共 12颗,要求釉质色

泽正常,无龋坏、裂纹及缺损。牙拔除后置于 011%麝香草酚

中备用。

酸蚀液为 37%H 3PO 4, 氟化酸蚀液为 60%H 3PO 4 加

015%N aF,L aclede牌氟化泡沫 (美国) ,Am ray 1000 B 型扫

描电镜 (美国)。

1. 2　实验方法

将 12 颗牙随机分成 3组: 对照组、酸蚀中用氟组和酸

蚀后用氟组,每组 4颗。所有牙齿颊面釉质均以 200目石英

砂进行抛光处理,并以砂片切下颊面釉质块,然后分别对釉

质进行如下处理:①对照组: 37% H 3PO 4酸蚀釉质 1 m in。②

酸蚀中用氟组: 以 60% H 3PO 4 加 015%N aF 的氟化酸蚀液

酸蚀釉质 1 m in。③酸蚀后用氟组: 37%H 3PO 4 酸蚀釉质 1

m in 并冲洗吹干后,再以氟化泡沫覆盖釉质表面 4 m in。各

组经上述处理后,均要对釉质冲洗吹干各 10 s,将处理后的

釉质块粘贴于载物片上,并喷金处理,进行扫描电镜观察。

2　结　　果

2. 1　对照组扫描电镜观

正常釉质经酸蚀后可出现 2种酸蚀形态,分别

称为Α型和Β型 (图 1, 2)。Α型酸蚀形态很象众多排
列规则的笋。这种笋状突起实际是釉柱的核心,直

径约为 4～ 5 Λm。而其周边的凹陷则是因釉柱周围

的周边质被溶解而形成,宽约 1～ 115 Λm。Β型酸蚀
形态则很象蜂巢,这种蜂巢状凹陷是由于釉柱核心

被溶解去除所致,直径约 4～ 5 Λm。而凹陷四周的

壁则是釉柱的周边质,厚约 1～ 115 Λm。

2. 2　酸蚀中用氟组扫描电镜观

蜂巢状外观不甚规则,大小不一,形似波浪。在

周边质的顶部和四周可见少量微球状颗粒沉积 (图

3)。

2. 3　酸蚀后用氟化泡沫组电镜观

蜂巢状外观与对照组相同,但其凹陷内有大量

反应产物沉积。产物形似微球,密度与周边质相同,

几乎填满凹陷 (图 4)。

3　讨　　论

国外正畸界从 70 年代开始研究 3, 4 非依赖患

者的用氟方法来预防托槽粘接面早期釉质龋。这些

方法主要是用氟化物对托槽粘接处釉质进行处理,

使釉质吸收尽可能多的氟离子,以达到长期防龋的

目的。在什么时候和使用何种氟化物才能使釉质的

氟离子吸收量最多,且不影响托槽粘接力,是临床

医生十分关注的问题。
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釉质对氟离子的吸收,实际上是氟化物与釉质

反应所生成的反应产物在釉质表面沉积的一个过

程。这些反应产物主要是氟磷灰石和氟化钙。国外

研究 5 主要通过扫描电镜观察釉质表面反应产物

沉积的情况,间接反应氟离子吸收程度大小。这种

沉积物越多,表明釉质吸收氟离子越多。

在一般条件下釉质对氟的吸收很少,当在酸蚀

环境时,氟的吸收量显著增大 6 。H irce等 4 发现酸

蚀后的釉质更有利于氟离子的吸收。本试验所用氟

化酸蚀液 pH 值为 1126,氟化泡沫 pH 值为 315,都

达到釉质吸收氟离子最佳环境。

然而,由于氟化酸蚀液的氟离子浓度较低, 仅

有 015% (过高会影响托槽粘接力 7 ) ,且酸蚀时间

短 (1 m in) ,用量少,因而釉质对氟离子吸收极其有

限。而酸蚀后所用氟化泡沫中氟离子浓度达

1123% ,同时使用时间相对长 (4 m in) ,大量的泡沫

不断破裂又可为釉质提供丰富的氟离子,所以,釉

质可吸收较多的氟离子。从本试验扫描电镜结果可

以看出,氟化泡沫组有大量的沉积物,几乎将蜂巢

状凹陷封闭,而氟化酸蚀液组却仅有少量沉积物。

说明酸蚀后用氟组釉质吸收氟离子程度较酸蚀中

用氟组要高。

本试验提示,酸蚀中及酸蚀后用氟都能使釉质

吸收氟离子。但酸蚀后应用含氟离子丰富的氟化物

(例如氟化泡沫)与酸蚀中用氟相比,可显著提高釉

质吸收氟离子程度,是一种较好的用氟方法。

(本文图见中心插页 12)
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Abstract
Objective: To determ ine w h ich m ethod of top ical fluo ride app lication could m ake the enam el up take more fluo ride. M ethods:

12 ex tracted hum an p remolars w ere divided in to th ree group s of 4 teeth each: Group 1, con tro l and no t app lying fluo ride; Group

2, app lying fluo ride during etch ing; Group 3, app lying fluo ride after etch ing. In each group, the teeth w ere treated w ith etch ing

and fluo ride respectively. T he specim ens w ere then exam ined w ith scann ing electron m icroscopy. Results: T he results show ed

that there w ere more reaction p roducts on the enam el surface of Group 3. Conclusion: T here w as more fluo ride up take in to the

enam el treated w ith fluo ride after etch ing.
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